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(54)【発明の名称】 有機ＥＬディスプレイパネルの水分吸着剤保持方法とこれに用いるガラス基板、およびその加工

方法

(57)【要約】
【課題】  強度の低下なくガラス基板の凹部に水分吸着
剤を量保持できるようにする。
【解決手段】  ガラス基板３の有機ＥＬ素子４が設けら
れた背部をガラス基板１で覆って封止するのに、このガ
ラス基板１の内面に突起またはおよびリブをなす補強部
５を配して形成した凹部６に水分吸着剤７を保持するこ
とにより、上記目的を達成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ガラス基板の有機ＥＬ素子が設けられた
背部をガラス基板で覆って封止するのに、このガラス基
板の内面に突起またはおよびリブをなす補強部を配して
形成した凹部に水分吸着剤を保持したことを特徴とする
有機ＥＬディスプレイパネルの水分吸着剤保持方法。
【請求項２】  補強部は凹部底面から凹部の深さとほぼ
同じかそれよりも低い高さを持ち、凹部のほぼ深さ一杯
または補強部の高さまで水分吸着剤を保持する請求項１
に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの水分吸着剤保持
方法。
【請求項３】  突起またはおよびリブをなす補強部を深
さとほぼ同じかそれよりも低く配した凹部を一面側に持
ったことを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルの封
止用のガラス基板。
【請求項４】  ガラス基板の一面側にマスキングレジス
トまたはマスクを介してブラスト加工を施し、突起また
はおよびリブをなす補強部を残して凹部を形成すること
を特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルの封止用のガ
ラス基板の加工方法。
【請求項５】  ブラスト加工は、マスキングレジストを
用いて補強部を残して凹部途中まで切削する第１の工程
と、凹部領域のマスキングレジストを除去して凹部を所
定の深さまで切削する第２の工程とを備える請求項４に
記載の有機ＥＬディスプレイパネルの封止用のガラス基
板の加工方法。
【請求項６】  ブラスト加工は、補強部の高さと凹部の
深さとの差に相当する浅い深さの一様な凹部を形成する
第１の工程と、浅い凹部を補強部を残して所定深さの凹
部にまで形成する第２の工程とを備える請求項４に記載
の有機ＥＬディスプレイパネルの封止用のガラス基板の
加工方法。
【請求項７】  マスキングレジストはブラスト材によっ
て切削されるゴム材などのソフトマスキングレジスト材
を用いる請求項５、６のいずれか１項に記載の有機ＥＬ
ディスプレイパネルの封止用のガラス基板の加工方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機ＥＬ（Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｓｅ：電界発光）ディス
プレイパネルの水分吸着剤保持方法とこれに用いるガラ
ス基板、およびその加工方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】フラットディスプレイパネルの表示技術
に関する進歩は著しく、様々な表示素子が開発され実用
されているなか、有機ＥＬ素子は自己発光、広視野角
で、薄型化、軽量化が可能で消費電力も低く抑えられる
といった特徴から、今後の発展が期待される表示素子の
１つである。
【０００３】この有機ＥＬ素子は水や酸素で劣化する。
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そこで、これらの浸入を防ぐのに従来、図５に示すよう
にガラスなどの透明基板ａの有機ＥＬ素子ｂが配列され
た背部をＳＵＳ製のキャップｃで覆い、有機ＥＬ素子ｂ
まわりを透明基板ａとキャップｃとの間でシール剤ｄに
よりシールし封止している。同時に、キャップｃの内面
にはプレス加工により形成した凹部ｅ内に水分吸着剤ｆ
を塗布するなどして保持し、万一にも水分が浸入したり
発生したりしてもこれを水分吸着剤ｆにより吸着して有
機ＥＬ素子を水や酸素から保護するようにしている。
【０００４】一方、量産化の１つとして、大きなガラス
製の透明基板ａに有機ＥＬ素子ｂとこれを駆動するＴＦ
Ｔなどの駆動素子ｇの組を数多く形成してキャップｃで
封止するマルチ生産を行なって後、個々の有機ＥＬ素子
ｂの組ずつに分断して使用する方法が採用されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】本発明者等は上記マル
チ生産の方法を採用して種々な実験をし、検討を重ねた
結果、ガラス製の透明基板ａとＳＵＳなど金属製のキャ
ップｃとの貼り合わせでは、マルチ生産単位を大きくす
ればするほど透明基板ａとキャップｃとの熱膨張係数の
違いが影響して生産しにくく、場合によっては品質不
良、生産不能になることが判明した。
【０００６】これに対応するのに本発明者等は、透明基
板ａと同じガラス基板をキャップｃに採用し、図６に
（ａ）（ｂ）に示すような金属製のキャップｃと同様な
凹部ｈを持ったガラス基板ｊを形成した。これを従来の
キャップｃに代えて採用することにより熱膨張係数の違
いによる問題は解決した。
【０００７】しかし、ガラス基板ｊに従来のキャップｃ
と同様に０．７ｍｍ程度の厚さのものを採用してマルチ
生産を繰り返したところ、マルチ生産単位を大きくすれ
ばするほどガラス基板ｊに割れが生じやすくなり、歩留
まりが勢い低下し、実用に耐えない。これは、凹部加工
の際に生じる加工表面のマイクロクラックがガラス強度
に影響を与えており、加工ガラス基板が、外力に対し、
透明基板ａ上に配列された有機ＥＬ素子ｂとキャップと
してのガラス基板ｊとの間隙以上のたわみ量で割れてし
まうことによるものと思われる。
【０００８】本発明の目的は、強度の低下なくガラス基
板の凹部に水分吸着剤を量保持できる有機ＥＬディスプ
レイパネルの水分吸着剤保持方法とこれに用いるガラス
基板、およびその加工方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記のような目的を達成
するために、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの水
分吸着剤保持方法は、有機ＥＬ素子が設けられた背部を
ガラス基板で覆って封止するのに、このガラス基板の内
面に突起またはおよびリブをなす補強部を配して形成し
た凹部に水分吸着剤を保持したことを主たる特徴とする
ものである。
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【００１０】このような構成では、ガラス基板はその凹
部を水分吸着剤の保持スペースに供して、しかも、凹部
にある突起またはおよびリブをなす補強部によって補強
されて凹部があることによる強度低下が補われるので、
有機ＥＬディスプレイパネルの製造や取り扱い、使用に
際し割れが生じるようなことが防止され、歩留まりおよ
び寿命が共に向上し、実用に適したものとなる。
【００１１】補強部は凹部底面から凹部の深さとほぼ同
じかそれよりも低い高さを持ち、凹部のほぼ深さ一杯ま
たは補強部の高さまで水分吸着剤を保持するさらなる構
成では、補強部が凹部の深さとほぼ同じ高さを持ってい
るとガラス基板が凹部を持つことに対する補強度が向上
し、その分だけ補強部の配列密度を少なくして、しか
も、凹部の深さ全域を有効利用して水分吸着剤の保持容
量を高められる。また、補強部が凹部の深さよりも低い
高さであると、これの突出端が凹部に保持した水分吸着
剤の表面に露出する保持形態でも、補強部が凹部の深さ
とほぼ同じ高さである場合に比べて、有機ＥＬディスプ
レイパネルの厚みを増すことなく補強部の突出端と有機
ＥＬ素子との間に隙間を設けて、補強部の突出端と有機
ＥＬ素子との間の通気性が図れるので、水分吸着性を有
しない補強部の突出端が有機ＥＬ素子に接触して部分的
な水分吸着不良ないしは不能を招くようなことを回避す
ることができる。また、凹部よりも低い高さの補強部を
越えて水分吸着剤を凹部のほぼ深さ一杯まで収容し保持
すると、有機ＥＬディスプレイパネルの厚さを増すこと
なく水分吸着剤の保持量が増大し、水分吸着剤が有機Ｅ
Ｌ素子に接触することがあってもこの接触部での水分吸
着作用は損なわれない。
【００１２】本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの封
止用のガラス基板は、突起またはおよびリブをなす補強
部を深さとほぼ同じかそれよりも低く配した凹部を一面
側に持ったことを主たる特徴とするものである。
【００１３】これにより、上記有機ＥＬディスプレイパ
ネルにおける水分吸着剤の保持に用いて記述した通りの
作用を発揮する。
【００１４】本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの封
止用のガラス基板の加工方法は、ガラス基板の一面側に
マスキングレジストまたはマスクを介してブラスト加工
を施し、突起またはおよびリブをなす補強部を残して凹
部を形成することを主たる特徴とするものである。
【００１５】このような構成では、ブラスト加工時に、
ガラス基板の一面側のマスキングレジストまたはマスク
によって覆われない部分にブラスト材が働いて切削する
ので、マスキングレジストまたはマスクのパターンに対
応した補強部を残して凹部を形成することができ、マス
キングレジストまたはマスクをブラスト材によって切削
されないハードなものを採用することにより、前記パタ
ーン通りの補強部が簡単に得られる。また、耐ブラスト
性のマスキングレジストやマスクは、フッ酸などによる
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化学エッチングを行なう場合のＣｒなどの有害なマスキ
ングレジストを用いなくてよい利点がある。
【００１６】ブラスト加工が、マスキングレジストを用
いて補強部を残して凹部途中まで切削する第１の工程
と、凹部領域のマスキングレジストを除去して凹部を所
定の深さまで切削する第２の工程とを備える、さらなる
構成では、深さよりも低い補強部を残した凹部がブラス
ト加工により形成することができる。
【００１７】また、ブラスト加工が、補強部の高さと凹
部の深さとの差に相当する浅い深さの一様な凹部を形成
する第１の工程と、浅い凹部を補強部を残して所定深さ
の凹部にまで形成する第２の工程とを備える、さらなる
構成によっても、深さよりも低い補強部を残した凹部が
ブラスト加工により形成することができる。
【００１８】マスキングレジストはブラスト材によって
切削されるゴム材などのソフトマスキングレジスト材を
用いる、さらなる構成では、適当な保護またはソフト度
の調整によって、例えば、深さと同じ高さの補強部を残
した凹部を形成する段階まではブラストによるマスキン
グレジストの切削によってもレジスト作用を確保し、そ
れ以降はマスキングレジストをなくして補強部を凹部の
深さよりも低くなるように切削するといった、２段階、
必要ならそれ以上の段数での異なったパターンのブラス
ト加工ができ、各種の補強部を残した凹部を形成するの
に好適である。
【００１９】本発明のそれ以上の目的および特徴は、以
下の詳細な説明および図面によって明らかになる。本発
明の各特徴は、それ単独で、あるいは可能な限りにおい
て種々な組合せで複合して採用することができる。
【００２０】
【実施例】以下、本発明に係る有機ＥＬディスプレイパ
ネルの水分吸着剤保持方法とこれに用いるガラス基板、
およびその加工方法の実施例について図１～図４を参照
しながら説明し、本発明の理解に供する。なお、以下の
説明および図示は、本発明の具体例であって、特許請求
の範囲の記載の内容を限定するものではない。
【００２１】本実施例の本発明の有機ＥＬディスプレイ
パネルの水分吸着剤保持方法は、図１（ａ）（ｂ）に模
式的に示すガラス基板１およびこれを用いた有機ＥＬデ
ィスプレイパネル２を参照して、ガラス基板３の有機Ｅ
Ｌ素子４がＴＦＴなどの駆動素子９とともに設けられた
背部を前記ガラス基板１で覆って封止するのに、このガ
ラス基板１の内面に突起またはおよびリブをなす補強部
５を配して形成した凹部６に水分吸着剤７を保持してい
る。補強部５はガラス基板１がその一面に有機ＥＬディ
スプレイパネル２の厚みを増大することなく水分吸着剤
７を保持するために凹部６を設けられるために強度が低
下することに対する補強を目的とし、基本的には凹部６
が形成する空間内に収まるように形成する。しかし、事
情によりはみ出すことがあっても構わない。
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【００２２】このように、ガラス基板１はその凹部６を
水分吸着剤７の保持スペースに供して、しかも、凹部６
にある突起またはおよびリブをなす補強部５によって補
強されて凹部があることによる強度低下が補われること
により、有機ＥＬディスプレイパネルの製造や取り扱
い、使用に際し割れが生じるようなことが防止される。
このため、比較的大きなガラス基板１に多数の有機ＥＬ
素子４を配列してマルチ生産を図っても歩留まりおよび
寿命が共に向上し、量産上も実用に適したものとなる。
【００２３】補強部５は、図１（ａ）（ｂ）に示す例の
ように柱状の補強部５ａであっても、図２（ａ）（ｂ）
に示す例のようにリブ状の補強部５ｂであってもよい。
補強部５ａの柱状は直形状でも先細り形状でもよく、断
面形状も図示する円形でも楕円形や角形などその他の形
状でもよい。リブ状の補強部５ｂは連続でも、不連続で
もよく、補強度合の強弱に方向性を示さないように縦横
など複数の方向に向いて設けられるのがよいし、図２
（ａ）（ｂ）に示すように格子状に連続させると補強度
合が向上する。柱状の補強部５ａであってもリブ状の補
強部５ｂを併用して幅の細いリブ状の補強部５ｂで相互
間を結んで補強度合を高めることもできる。柱状の補強
部５ａを結んだリブ状の補強部５ｂが格子目を形成し、
その中に結ばれない柱状の補強部５ａが１つまたは幾つ
か存在するようなパターンも有効である。図２（ａ）
（ｂ）に示す例では格子の目はやや長方形であるが、正
方形やその他何角形のものでもよいし、場合によっては
円形や楕円形にすることもできる。楕円形や長方形の柱
状補強部５や格子目は補強の強弱に方向性を与えるので
縦横など２方向以上の向きで分散配置し、あるいはガラ
ス基板１が長方形であるなどその強度に方向性がある場
合これを相殺するように分散配置するのが好適である。
【００２４】また、補強部５は、図１（ａ）（ｂ）に示
す補強部５ａの例では、凹部６の底面から凹部６の深さ
とほぼ同じ高さを持つように形成してあり、図２（ａ）
（ｂ）に示す補強部５ｂの例では、凹部６の深さよりも
低い高さを持つように形成してある。このように補強部
５の高さはその形態を問わず２通りに設定することがで
き、凹部６のほぼ深さ一杯または補強部５の高さまで水
分吸着剤７を収容し保持する場合、補強部５が図１
（ａ）（ｂ）で示す例のように凹部６の深さと同じ高さ
を持っているとガラス基板１が凹部６を持つことに対す
る補強度が向上し、その分だけ補強部５の配列密度を少
なくして、しかも、凹部６の深さ全域を有効利用して水
分吸着剤７の保持容量を高められる。また、補強部５が
図２（ａ）（ｂ）に示す例のように凹部６の深さよりも
低い高さであると、これの突出端５ｃが図２（ｂ）に示
す例のように凹部６に保持した水分吸着剤７の表面に露
出する保持形態としても、補強部５が凹部６の深さと同
じ高さである場合に比べて、有機ＥＬディスプレイパネ
ル２の厚みを増すことなく補強部５の突出端５ｃと有機
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ＥＬ素子４との間に、凹部６の深さよりも補強部５の高
さが低くなっている分の隙間を確保して、補強部５の突
出端５ｃと有機ＥＬ素子４との間の通気性が図れる。こ
れによって、水分吸着性を有しない補強部５の突出端５
ｃが有機ＥＬ素子４に接触して部分的な水分吸着不良な
いしは不能を招くようなことを回避することができ、有
機ＥＬディスプレイパネル２の寿命が向上する。また、
図示しないが図２（ｂ）に示す例のように凹部６よりも
低い高さの補強部５を越えて水分吸着剤７を凹部６のほ
ぼ深さ一杯まで収容し保持すると、有機ＥＬディスプレ
イパネル２の厚さを増すことなく水分吸着剤７の保持量
が増大し、水分吸着剤７が有機ＥＬ素子４に接触するこ
とがあっても、補強部５の突出端５ｃが直接接触するこ
とはなくこの接触部での水分吸着作用は損なわれない。
【００２５】ここに、上記ガラス基板１は、突起または
およびリブをなす補強部５を深さとほぼ同じかそれより
も低く配した凹部６を一面側に持って、有機ＥＬディス
プレイパネル２の封止用に適用し、内面に水分吸着剤７
を保持するのに好適である。このようなガラス基板１の
加工方法は、ガラス基板１の一面側に図４に示すような
マスキングレジスト１１またはマスクを介してブラスト
加工を施すことにより、図４に仮想線で示すように突起
またはおよびリブをなす補強部５を残して凹部６を形成
することができる。ブラスト材は砂、アルミナ粉など各
種のものが適用でき、マスキングレジスト１１は通常、
ブラスト材によって切削されない材料を用いる。ここで
は、これを便宜上ハードマスキングレジスト材と定義す
る。これには、ＵＶ硬化樹脂があり印刷によって所定の
パターンのマスキングレジスト１１を形成することがで
きる。図３ではマスク１２の透孔内にスクリーン１３を
介しスキージ１４の移動によりマスキングレジスト材１
１ａを充填し印刷するスクリーン印刷方法を例示してい
る。印刷後マスク１２は剥離するか溶剤で溶かして除去
し、図４に示す状態としてブラスト加工に供する。印刷
は転写や塗布方式によることもできる。このようなマス
キングレジスト１１に代えて金属製のさらにハードな材
料によるマスクを採用することもできる。マスクはレー
ザー加工や打ち抜きなど種々な加工方法を採用すること
ができる。
【００２６】ブラスト加工では、ガラス基板１の一面側
のマスキングレジスト１１またはマスクによって覆われ
ない部分にブラスト材が働いて切削するので、マスキン
グレジスト１１またはマスクのパターンに対応した補強
部５を残して凹部６を形成することができる。マスキン
グレジスト１１またはマスクをブラスト材によって切削
されないハードマスキングレジストを採用することによ
り、前記パターン通りの補強部５が簡単に得られる。ま
た、耐ブラスト性のマスキングレジスト１１やマスク
は、フッ酸などによる化学エッチングを行なう場合のＣ
ｒなどの有害なマスキングレジストを用いなくてよい利
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点がある。ブラスト材は粒子が細かいほどパターンの形
成精度は高くなるが、加工速度が遅くなる。そこで、初
期には荒目のブラスト材を用い、マスキングレジスト１
１やマスクのパターンに沿わせる最終段階で微粒子を用
いるようにすることができる。
【００２７】このようなブラスト加工において、ブラス
ト加工は、マスキングレジスト１１を用いて補強部５を
残して凹部６を途中まで切削する第１の工程と、凹部６
の領域のマスキングレジスト１１を除去して凹部６を所
定の深さまで切削する第２の工程とを備えることによ
り、深さよりも低い補強部５を残した凹部６がブラスト
加工により形成することができる。
【００２８】また、図２（ｂ）に示すように、補強部５
の高さと凹部６の深さとの差に相当する浅い深さの一様
な凹部６ａを形成する第１の工程と、浅い凹部６ａを補
強部５を残して所定深さの凹部６にまで形成する第２の
工程とを備えることによっても、深さよりも低い補強部
５を残した凹部６がブラスト加工により形成することが
できる。これは、第１の工程にて凹部６ａに対応する窓
だけを持ったマスキングレジストを用い、第２の工程に
て凹部６ａの領域にて所定の補強部５を残すパターンを
有したマスキングレジストを用いることによって実現
し、上記したマスキングレジスト１１を一部を残して除
去する場合よりも作業性がよい。
【００２９】もっとも、マスキングレジスト１１は前記
ハードマスキグレジストに対しブラスト材によって切削
されるゴム材などのソフトマスキングレジスト材と定義
されるものを用いることができる。これにより、適当な
保護またはソフト度の調整によって、例えば、深さと同
じ高さの補強部５を残した所定深さの凹部６を図１
（ｂ）に示すように形成した後、さらにブラスト加工を
続けることによってソフトマスキングレジスト材を除去
して凹部６に残っている補強部５の上端を所定量切削し
て凹部６の深さよりも低い高さに形成することができ、
マスキングレジスト１１を途中で一部除去したり、途中
で施したりする、人手によるブラスト条件の切替が不要
となる。この場合、マスキングレジスト１１の凹部６に
対応する領域の外回り部分はハードマスキングレジスト
としておくことができる。これには保護膜や別のマスキ
ングレジスト材を採用することにより対応できる。
【００３０】ここで、３つの実施例１、２、３を示す。
いずれも厚さ０．７ｍｍ、面積が４０ｍｍ×５０ｍｍの
ガラス基板１を用いた。
【００３１】実施例１
直径２．５ｍｍ、配列ピッチ６ｍｍの孔を持った補強部
形成パターンをなしたマスキングレジストを用いたサン
ドブラスト加工によって、面積が３０ｍｍ×４０ｍｍ、
深さが０．３ｍｍの凹部を形成して、この凹部の底面に
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直径が２．０ｍｍ、高さが０．３ｍｍの補強部が残って
仕上がった。これにつき、ガラス基板の２つの４０ｍｍ
辺における両端部５ｍｍ範囲をそれぞれ角柱で支持し、
中央部を上側から先端径が３ｍｍの金属棒にて押圧し、
ガラス基板が破壊する荷重を測定したところ、破壊荷重
は２，３００ｇ・ｆであった。
【００３２】実施例２
格子状の補強部に対応する格子幅１ｍｍ、１ｍｍ角の格
子目を持った補強部形成パターンをなしたマスキングレ
ジストを用いたサンドブラスト加工によって、面積が３
０ｍｍ×４０ｍｍ、深さが０．１５ｍｍの凹部を形成し
た後、この凹部の内側領域における格子状のマスキング
レジストだけを除去してまわりを残してサンドブラスト
加工を行ない、深さが０．３ｍｍの凹部を形成し、底面
に前記格子状のパターンに対応する補強部が高さ０．１
５ｍｍで凹部の深さ０．３ｍｍよりも０．１５ｍｍ低い
高さで残って仕上がった。これにつき、ガラス基板の２
つの４０ｍｍ辺における両端部５ｍｍ範囲をそれぞれ角
柱で支持し、中央部を上側から先端径が３ｍｍの金属棒
にて押圧し、ガラス基板が破壊する荷重を測定したとこ
ろ、破壊荷重は１，９００ｇ・ｆであった。
【００３３】実施例３
初期は凹部に対応する大きな窓を持つだけのパターンを
有したマスキングレジストを用いて、面積が３０ｍｍ×
４０ｍｍ、深さが０．１５ｍｍの一様な凹部を形成した
後、この凹部の底部に格子状の補強部に対応する格子幅
１ｍｍ、１ｍｍ角の格子目を持った補強部形成パターン
をなしたハードマスクを当てがってサンドブラスト加工
をしてさらに深さ０．１５ｍｍの凹部を形成し、実施例
２と同様な、底面に前記格子状のパターンに対応する補
強部が高さ０．１５ｍｍで凹部の深さ０．３ｍｍよりも
０．１５ｍｍ低い高さで残って仕上がった。これにつ
き、ガラス基板の２つの４０ｍｍ辺における両端部５ｍ
ｍ範囲をそれぞれ角柱で支持し、中央部を上側から先端
径が３ｍｍの金属棒にて押圧し、ガラス基板が破壊する
荷重を測定したところ、破壊荷重は実施例２と同じ１，
９００ｇ・ｆであった。しかし、実施例２の場合よりも
作業性がよく、生産性の向上とコストの低減が図れた。
【００３４】比較例
なお、比較例として、補強部を残さない点だけが実施例
１～３と異なった凹部を持ったガラス基板をブラスト加
工によって形成し、これについて実施例１～３と同じ条
件で破壊荷重を計測したところ、破壊荷重は６００ｇ・
ｆであった。
【００３５】以上の実施例１～３と比較例との破壊荷重
を比較すると下記の表１のとおりである。
【００３６】
【表１】
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【００３７】
【発明の効果】本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの
水分吸着剤保持方法によれば、ガラス基板はその凹部を
水分吸着剤の保持スペースに供して、しかも、凹部にあ
る突起またはおよびリブをなす補強部によって補強され
て凹部があることによる強度低下が補われるので、有機
ＥＬディスプレイパネルの製造や取り扱い、使用に際し
割れが生じるようなことが防止され、歩留まりおよび寿
命が共に向上し、実用に適したものとなる。
【００３８】補強部が凹部底面から凹部の深さとほぼ同
じかそれよりも低い高さを持ち、凹部のほぼ深さ一杯ま
たは補強部の高さまで水分吸着剤を保持するさらなる構
成では、補強部が凹部の深さとほぼ同じ高さを持ってい
るとガラス基板が凹部を持つことに対する補強度が向上
し、その分だけ補強部の配列密度を少なくして、しか
も、凹部の深さ全域を有効利用して水分吸着剤の保持容
量を高められる。また、補強部が凹部の深さよりも低い
高さであると、これの突出端が凹部に保持した水分吸着
剤の表面に露出する保持形態でも、補強部が凹部の深さ
とほぼ同じ高さである場合に比べて、有機ＥＬディスプ
レイパネルの厚みを増すことなく補強部の突出端と有機
ＥＬ素子との間に隙間を設けて、補強部の突出端と有機
ＥＬ素子との間の通気性が図れるので、水分吸着性を有
しない補強部の突出端が有機ＥＬ素子に接触して部分的
な水分吸着不良ないしは不能を招くようなことを回避す
ることができる。また、凹部よりも低い高さの補強部を
越えて水分吸着剤を凹部のほぼ深さ一杯まで収容し保持
すると、有機ＥＬディスプレイパネルの厚さを増すこと
なく水分吸着剤の保持量が増大し、水分吸着剤が有機Ｅ
Ｌ素子に接触することがあってもこの接触部での水分吸
着作用は損なわれない。
【００３９】本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの封
止用のガラス基板は、突起またはおよびリブをなす補強
部を深さとほぼ同じかそれよりも低く配した凹部を一面
側に持つことにより、上記有機ＥＬディスプレイパネル
における水分吸着剤の保持に用いて記述した通りの作用
を発揮する。
【００４０】本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの封
止用のガラス基板の加工方法によれば、ブラスト加工時
に、ガラス基板の一面側のマスキングレジストまたはマ
スクによって覆われない部分にブラスト材が働いて切削
するので、マスキングレジストまたはマスクのパターン
に対応した補強部を残して凹部を形成することができ、
マスキングレジストまたはマスクをマスキングレジスト
材によって切削されないハードなものを採用することに*
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*より、前記パターン通りの補強部が簡単に得られる。ま
た、耐ブラスト性のマスキングレジストやマスクは、フ
ッ酸などによる化学エッチングを行なう場合のＣｒなど
の有害なマスキングレジストを用いなくてよい利点があ
る。
【００４１】ブラスト加工が、マスキングレジストを用
いて補強部を残して凹部途中まで切削する第１の工程
と、凹部領域のマスキングレジストを除去して凹部を所
定の深さまで切削する第２の工程とを備える、さらなる
構成では、深さよりも低い補強部を残した凹部がブラス
ト加工により形成することができる。
【００４２】また、ブラスト加工が、補強部の高さと凹
部の深さとの差に相当する浅い深さの一様な凹部を形成
する第１の工程と、浅い凹部を補強部を残して所定深さ
の凹部にまで形成する第２の工程とを備える、さらなる
構成によっても、深さよりも低い補強部を残した凹部が
ブラスト加工により形成することができる。
【００４３】マスキングレジストはブラスト材によって
切削されるゴム材などのソフトマスキングレジスト材を
用いる、さらなる構成では、適当な保護またはソフト度
の調整によって、例えば、深さと同じ高さの補強部を残
した凹部を形成する段階まではブラストによるマスキン
グレジストの切削によってもレジスト作用を確保し、そ
れ以降はマスキングレジストをなくして補強部を凹部の
深さよりも低くなるように切削することで、深さよりも
低い高さの補強部を持った凹部を、途中でブラスト条件
を人手によって切り換える作業が不要となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１つの実施例の有機ＥＬディスプレイ
パネルを示し、その（ａ）は封止用のガラス基板の内側
正面図、その（ｂ）は有機ＥＬディスプレイパネル全体
の断面の模式図である。
【図２】図２は本発明の別の実施例の有機ＥＬディスプ
レイパネルの封止用のガラス基板を示し、その（ａ）は
内側正面図、その（ｂ）は断面図である。
【図３】ガラス基板にブラスト加工のためのマスキング
レジスト材を印刷する状態を模式的に示す断面図であ
る。
【図４】図３の印刷によって形成されたマスキングレジ
スト例とブラスト加工例とを示す断面図である。
【図５】従来の有機ＥＬディスプレイパネルを模式的に
示す断面図である。
【図６】図５の封止用キャップをガラス基板に代える改
良例を示し、その（ａ）は内側正面図、その（ｂ）は断
面図である。
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【符号の説明】
１  ガラス基板
２  有機ＥＬディスプレイパネル
３  ガラス基板
４  有機ＥＬ素子
５、５ａ、５ｂ  補強部 *
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*５ｃ  突出端
６、６ａ  凹部
７  水分吸着剤
９  駆動素子
１１  マスキングレジスト
１１ａ  マスキングレジスト材

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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